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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

@ Verfahren und Vorrichtung zur chemischen Behandlung von Substraten 

(§) Bei einem Verfahren zur chemischen Behandlung von 
Substraten, bei dem wenigstens ein Substrat nachelnander 
einer chemischen Behandlung, einem Spulvorgang und 
einem Trocknungsvorgang unterzogen wird bzw. bei einer 
Vorrichtung zu oben beschriebener chemischen Behandlung 
ergibt sich eine Rationalisierung des Prozefiablaufs, insbe- 
sondere ein geringerer PJatzbedarf, eIne gerfngere Verunrel- 
nigung der Substrate und schlie&lich die Moglichkeit auf 
eIne Kassette oder ghnJiches zur Halterung der Substrate zu 
verzichten, dadurch, dal^ die chemische Behandlung und der 
Spulvorgang in demselben Becken stattfinden. 
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Beschreibung 

Die ErHndung betriffi ein Verfahren zur chemischen 
Behandlung v n Substrat n, bei dem wenigstens ein 
Substrat nacheinander einer chemischen Behandlung. 
einem SpQlvorgang und einem Trocknungsvorgang un- 
terzogen wird bzw. cine Vorrichtung zur oben beschrie- 
benen chemischen Behandlung. 

Heutzutage weist eine automatische NaBbank eine 
Reihe von Becken oder Tanks fQr eine Abfolge chemi- 
scher NaBprozesse auf. Nach AbschluB einer gewissen 
chemischen ProzeBfolge wird ein Substrat, zum Beispiel 
ein Siliziumwafer, in ein separates SpUl- bzw. Rinsebek- 
ken, getaucht und anschlieBend getrocknet 

Das Trocknen eines Substrats kann beispielsweise 
mittels einer Zentrifuge erfolgen. aber auch wahrend 
des langsamen Herausfahrens des Substrats aus dem 
Sptilbecken. 

Aus der EP-0 385 536 ist der sogenannte "Marangoni- 
Trockner" bekannt Bei dem in diesem Patent beschrie- 
benen Verfahren wird zus&tzlich zum langsamen Her- 
ausfahren des Substrats aus einem Bad ein Dampf auf 
das Substrat angewendet, wobei der Dampf nicht auf 
dem Substrat kondensiert, aber in die Rttssigkeit diffun- 
diert. Am FlQssigkeits-Meniskus auf der Substratober- 
flache entsteht ein Konzentrationsgradient und damit 
ein Oberfiachenspannungsgradient. Dieser Gradient er- 
zeugt eine Flussigkeitsbewegung vom Substrat weg in 
die FlUssigkeit (Marangoni-Effekt) und bewirkt ein 
rtickstandsfreies Trocknen des Substrats. 

Aus dem US-Patent 4.722,752 ist eine Vorrichtung 
und ein Verfahren bekannt, um Wafer zu spOlen und zu 
trocknen. wobei sich die Wafer in einer Kassette befin- 
den. Die Wafer werden getrennt von den Kassetten 
lang^am aus dem SpUlbecken entfemt und anschlieBend 
in die ebenfalls langsam herausgefahrenen. getrockne- 
ten Kassetten eingesetzt 

Die beschriebenen Vorrichtungen bzw. Verfahren 
weisen folgende Nacfateiie auf: Das Spfllbecken ist in 
jedem Fall ein von den restlichen ProzeBbecken abge- 
trenntes Becken und dient ausschlieBlich zum SpQlen 
der Substrate. Ein eigenes SpOlbecken bedeutet aber 
einen erhdhten Raum- bzw. Platzbedarf. AuBerdem 
muB das Substrat vor dem SpQlschritt durch die Ober- 
flache eines Fluids ftir die chemische Behandlung an die 
Luft und danach wieder in das SpOlfluid, was bekannter- 
weise nachteilige Folgen fQr die Partikelkontamination 
des Substrats haben kann. Dies trifft besonders auf hy- 
drophobe Oberflachen (zum Beispiel nach HF-Behand- 
lung) zu. Ebenfalls kann das Einsetzen bzw. Herausneh- 
men von Substraten in bzw. aus verschiedenen Becken 
for die chemische Behandlung bzw. den Spfilschritt ei- 
nen erhdhten Zeitaufwand bedeuten. Ebenfalls ist bei 
den bekannten Vorrichtungen bzw. Verfahren immer 
eine Kassette (carrier) zur Handhabung der Substrate 
erforderlich. 

Der Erfmdung liegt daher die Aufgabe zugrunde. ein 
Verfahren zur chemischen NaBbehandlung bzw. eine 
Vorrichtung fflr dieses Verfahren anzugeben bzw. zu 
schaffen, das den ProzeBablauf in einer automatischen 
NaBbank rationalisiert, d. h. Zeit und Raumbedarf ein- 
spart Eine weitere Aufgabe der Erfmdung besteht dar- 
in, die Verunreinigung der Substrate wahrend einer der- 
artigen Abfolge von chemischen NaBprozessen m6g- 
lichsi gering zu halten. SchlieBlich ist eine weitere Auf- 
gabe der Erfindung die Mdglichkeit, auf eine Kassette 
o. a. zur Halterung der Substrate bzw. im Zusammen- 
hang mit dem Einsetzen bzw. Ausfahren der Substrate 
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in bzw. aus dem Becken zu verzichten. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
gel6st, daB die chemische Behandlung und der SpUlvor- 
gangindemselbenBeck nstattfindea 
5 V rteilhafterweise wird die chemische Behandlung 
und der SpOIvorgang in demselben Becken dadurch rea- 
lisiert, dafi ein Fluid zur chemischen Behandlung durch 
ein weiteres derartiges Fluid ergfinzt bzw. (teilweise) 
ersetzt und/oder durch ein SpQIfluid ersetzt wird. Be- 
10 vorzugterweise wird in einem sequentiellen chemischen 
ProzeB vor dem Ersetzen des Fluids zur chemischen 
Behandlung durch ein weiteres derartiges Fluid zu- 
nachst ein Spfllfluid eingeleitet und das Substrat bzw. 
die Substrate aus dem Becken entfemt und dabei gleich- 
15 zeitig getrocknet AnschlieBend wird das SpOlfluid 
durch ein weiteres Fluid zur chemischen Behandlung 
ersetzt und das Substrat wieder in das Becken eingefah- 
ren. 

In einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel der Erfin- 
20 dung geschieht der Trocknungsvorgang wahrend des 
Entfernens des Substrats aus dem Spfllfluid. Dies bein- 
haltet gewahnlicherweise ein sehr langsames Heraus- 
fahren des Substrats aus dem SpOlfluid 
Um diesen Vorgang effizient zu machen, wird vorteil- 
25 hafterweise ein Dampf auf das Substrat angewcndet, 
der nicht auf dem Substrat kondensiert und sich mit dem 
Spfllfluid mischt Vorzugsweise besitzt das Gemisch ei- 
ne geringere Oberfiachenspannung als das Spfllfluid, 
was bedeutet, daB es eine Kraft gibt, die das auf dem 
30 Substrat haftende Spfllfluid in das Becken zurflckdrangt 
Das Ersetzen des Fluids zur chemischen Behandlung 
durch das Spfllfluid geschieht in einem bevorzugten 
Ausftihrungsbeispiel durch Verdrtlngen. Em Ableiten 
z. B. des Fluids zur chemischen Behandlung und ein an- 
35 schlieBendes Zuleiten des Spfllfluids hatte eine Ausset- 
zung des Substrats einer erhdhten Partikelkontamina- 
tion in der Luft zur Folge. Das Verdrangen des einen 
Fluids durch das andere, z. B. das Spfllfluid hat zum Vor- 
teil, daB das Substrat keine Phasengrenze durchdringen 
40 xpuB und der Luft nicht ausgesetzt wird. Selbstverstand- 
lich kOnnen auch mehrere Fluids zur chemischen Be- 
handlung vor dem Spttlvorgang durch Verdrangen ein- 
ander ersetzea Insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Ersetzen eines Fluids zur chemischen Behandlung 
45 durch ein weiteres derartiges Fluid, kann das Ersetzen 
auch ein teilweises Ersetzen, also ein Mischen beinhal- 
ten. 

Bevorzugterweise wird das Spfllfluid in das Becken 
eingeleitet und gleichzeitig das Gemisch aus Fluid zur 
50 chemischen Behandlung und dem Fluid abgeleitet 

Das Einleiten des Spfllfluids und das Ableiten des 
Fluids zur chemischen Behandlung erfolgt vorzugsweise 
an verschiedenen Stellen des Beckens. Dadurch wird 
beispielsweise das Ersetzen des einen Fluids durch das 
55 andere zeitlich optimiert 

Das Einleiten des Spfllfluids geschieht bevorzugter- 
weise vom Boden des Beckens aus, wahrend das Ablei- 
ten des Gemisches durch Oberlaufen erfolgt Fflr das 
Ableiten ist somit keine zusatzliche Pumpeinrichtung 
60 n6tlg. Durch das Einleiten vom Beckengrund, d. h. weit 
entfemt vom Ort des Ableitens, wird mfiglichst wenig 
von dem eingeleiteten Spfllfluid abgeleitet Ebenfalls in 
Hinblick auf die Erdanziehung kann dies, evtl. mit zu- 
satzlichen Temperaturgradienten, vorteilhaft sein. Dies 
65 ist akonomisch vorteilhaft und zeitsparend. 

In einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel der Erfin- 
dung ist das Fluid zur chemischen Behandlung verdflnn- 
te FluBsaure. Eine Behandlung in verdflnnter FluBsaure 
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(HF) dient dazu, die Oxidschicht auf einer Substratober- 
flSche zu emfernen und eine ftir manche Folgeprozesse 
notwendige hydrophobe, Wasscrstoff-passivicrte Obcr- 
flache zu erhalten. 

In cinem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung ist das Fluid zur chemischen Behandlung 
OzoiL Eine Behandlung mit Ozon wird dann durchge- 
fOhi% wenn beabsichtigt wird, auf einer, zum Beispiel 
aus ReinigungsgrOnden mit HF behandelten (hydropho- 
ben) Substratoberfl^che wieder ein chemisches Oxid 
aufwachsen zu lassen und somit eine hydrophile Ober- 
flUche zu erzeugen. 

Die gestellte Aufgabe wird femer erfindungsgem&S 
dadurch geldst, daB bei einem Verfahren zum Ein- und/ 
Oder Herausfahren von wenigstens einem Substrat in 
bzw. aus einem Becken, das Substrat im Becken durch 
eine Aufnahmevorrichtung gehalten und ein- und/oder 
herausgefahren wird. 

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daB auf eine 
Kassette als Halter ftir die Substrate bzw. zum Ein- bzw. 
Ausfahren der Substrate verzichtet werden kann. Das 
erfrndungsgem^Be Verfahren kommt somit ohne Car- 
rier aus. Dadurch werden die bekannten Nachteile eines 
Carriers im Zusammenhang mit einem Trocknungs- 
schritt (kein Trocknen an den BerOhrungsstellen Car- 
rier-Substrat) vermieden. Die erfmdungsgemaBe Auf- 
nahmevorrichtung ist kein Carrier sondern lediglich ei- 
ne ein- und ausfahrbare Auflage fQr ein oder mehrere 
Substrat(e). Eine carrierlose Trocknung span nicht nur 
den Schritt des Trocknens eines Carriers ein, sondern 
reduziert hinsichtlich des Spaivorgangs, die Sptilzeit 
aber auch den Verbrauch an Sptilfluid Ebenfalls wird 
des Verschleppen von Chemikalien in den Trockner 
durch die carrierlose Prozeflfuhrung verringert. 

Vorteilhafterweise besteht die Aufnahmevorrichtung 
aus einer zweiteiligen Auflagevorrichtung und einem 
getrennt vertikal bewegbaren Messer. 

Bevorzugterweise f^rt die Aufnahmevorrichtung 
das Substrat so weit aus dem Becken heraus, daB es von 
Fahrungen, die an den gegendberliegenden Innenseiten 
einer Haube angebracht sind, gefOhrt bzw. gehalten 
wird 

In einem bevorzugten Ausfilhrungsbeispiel sind bc- 
wegliche Halterungen vorgesehen, die die Substrate 
nach dem Herausfahren aus dem Becken in ihre Lage 
iiber dem Becken in trockenem Zustand halten. Die be- 
weglichen Halterungen unterhalb bzw. in der Haube 
sind derart ausgebildet, daB, falls die Substrate von den 
beweglichen Halterungen gehalten werden, die Haube 
ohne weiteres ge5ffnet bzw. geschlossen werden kann, 
ohne die Lage der Substrate zu verandern. Die bewegli- 
chen Halterungen sind immer trocken und haben nur 
mit den bereits getrockneten Substraten Kontakt 

Vorteilhafterweise sieht das erfindungsgem&Be Ver- 
fahren eine UnterstOtzung des SpQl- bzw. Reinigungs- 
schritts durch Ultra- bzw. Megaschall vor. Vorteilhafter- 
weise sind dazu an dem Becken Piezoelemente vorgese- 
hen, um Schallwellen zur Reinigung der Substrate zu 
erzeugen. Ein solches "Megasonic'-System ist in diesem 
Zusammenhang besonders vorteilhaft, da die Partikel- 
kontamination der Substrate in dem erfindungsgema- 
Ben Verfahren auf ein Minimum reduziert wird. Somit 
wird eine extrem grUndliche Reinigung der Substrate 
erzielt. 

Die gestellte Aufgabe wird ebenfalls erfindungsge- 
maB dadurch gelcisi, daB die Vorrichtung zur chemi- 
schen Behandlung folgendes aufweist: 



— eine Einleitvorrichtung fQr ein Fluid in das Bek- 
ken; 

— eine Abieitvorrichtung fQr ein Fluid aus dem 
Becken; 

5 ' eine Aufnahmev rrichtung fiir das Substrat 

Bevorzugterweise ist zus^tzlich zu dem (inneren) 
Becken an seine AuBenseite ein auBeres Becken vorge- 
sehen, das beispieisweise als Sicherheitsreservoir dient. 
]0 Zur Ausrichtung des Beckens im Hinblick auf ein 
gleichmaBiges Oberlaufen des zu ersetzenden Fluids 
sind vorteilhafterweise NivelUerungsschrauben vorge- 
sehea 

Vorteilhafterweise ist als Einleitvorrichtung ein Dlffu- 

15 sor, vorzugsweise am Beckengrund, vorgesehen. Dies ist 
zum Beispiel f Or das oben erw^hnte Ozon (O3) sinnvolL 

Im Falle einer FlQssigkeit, wie zum Beispiel verdflnn- 
ter FluBsfture ist eine Pumpe in iCombination mit einem 
Einleitmechanismus, ebenfalls vorzugsweise am Bek- 

20 kengrund, vorteilhaft 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel befindet 
sich eine Haube fiber dem Becken, um das Becken bzw. 
auch das getrocknete Substrat vor Partikelkontamina- 
tion zu schQtzen und um fQr eine dichte Dampfatmo- 

25 sphere in dem Bereich oberhalb des Beckens zu sorgen. 
Zur Einleitung des Dampfes weist die Haube einen inte- 
grierten Diff usor, d h- eine ui die Haube integrierte per- 
forierte Diffusorplatte, auf fQr die Zufuhr bzw. Vertei- 
lung eines IPA(Isopropylalkohol)/N2-Gemisches. Auf 

30 diese Weise wird eine homogene und fQr alle Substrate 
gleiche Dampfatmosph&re in der Prozeflkammer er- 
zeugt, somit sind die ProzeBbedingungen fQr jeden Wa- 
fer dieselben. Die Mischung des IPA mit dem Stickstoff 
erfolgt in einer Gaswaschflasche (bubbler). 

35 Bevorzugterweise wird das Substrat im Becken mit- 
tels einer Aufnahmevorrichtung gehalten, die aus einem 
messerfdrmigen Teil, dem sogenannten Messer, und 
Z.B. zwei Auflagevorrichtungen besteht Das Messer 
und die Auflagevorrichtungen sind jeweils relativ zuein- 

40 ander bewegbar und das Messer ist vorteilhafterweise 
zwischen den beiden Auflagevorrichtungen angeordnet 
Die Auflagen sind im Becken vorgesehen, wahrend das 
Messer auch aus der FlQssigkeit auftauchen kana 
In einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel der Erfin- 

45 dung weist die Haube Qber dem Becken eine FQhrung 
fOr das Substrat auf. Diese ist bevorzugterweise auf der 
Innenseite der Haube an zwei gegenQberliegenden Sei- 
ten befestigt. In dieser FQhrung kann ein Substrat, wie 
z. B. ein Siliziumwaf er, gefQhrt bzw. gehalten werden. 

50 Die FQhrung ist an gegenQberliegenden Seiten der 
Haube befestigt Sie besitzt eine rilienfdrmige Form zur 
Aufnahme von mehreren Substraten. Dadurch kann auf 
eine Kassette zur Halterung der Substrat verzichtet 
werden. 

55 Bevorzugterweise ist die FQhrung in der Haube zwei- 
teilig ausgefQhrt, wobei mindestens eine Kante der Auf- 
nahme abgeschr&gt ist um das Aufhehmen des Sub- 
strats zu erleichtern. 
Bevorzugterweise besitzt mindestens ein Teil der 

60 FQhrung eine abgeschrilgte Kante, zur leichteren Auf- 
nahme der Substrate. Ebenso vereinfacht sich dadurch 
das Offnen bzw. SchlieBen der Haube. 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung sind bewegliche Halterungen vorgesehen, die un- 

65 terhalb der Haube und oberhalb des Beckens Qber das 
Becken von auBen eingefahren werden kdnnen, und ei- 
ne kreisabschnittsformige Vertiefung aufweisen. Die be- 
weglichen Halterungen k6nnen ebenso wie die Aufnah- 
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me in der Haube und auch wie das Ensemble aus Messer 
und den beiden Auflagevorrichtungen im Becken das 
Substrat alleine halten. Ruht das Substrat auf den kreis- 
abschnittsfdrmigcn Vertiefungen der beweglichen Hal- 
terungen und wird es von der Aufnahme in der Haube 5 
fixiert, so kann die Haube ohne MitfQhrung der Substra- 
te geoffnet werdea Die Substrate werden dann allein 
von den beweglichen Halterungen gehaJten bis der An- 
lagenhandler sie zur weiteren Verarbeitung davon ent- 
fernt 

Die Erfindung sowie weitere Ausgestaltungen und 
Vorteile derselben wird bzw. werden nachfolgend an- 
hand von AusfQhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die Figuren erlautert In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer erfindungsge- 15 
maBen Vorrichtung; 

Fig. 2 einen ersten Schritt in einem erfindungsgemfi- 
Sen Prozefiflufi; 

Fig, 3 einen zweiten Schritt in einem erfindungsgemft- 
Ben ProzeBfluB; 20 

Fig. 4 einen dritten Schritt in einem erfindungsgemfi- 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 5 einen vierten Schritt in einem erfindungsgemfi- 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 6 einen fflnften Schritt in einem erflndungsgemft- 25 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 7 einen sechsten Schritt in einem erfindungsge- 
maBen ProzeBfluB; 

Fig. 8 einen siebten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB; 3^ 

Fig. 9 einen achten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB. 

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur chemischen NaBbe- 
handlung 1 von Substraten. insbesondere von einem 
Wafer Z Die Vorrichtung 1 besteht aus einem auBeren 35 
Becken 5 und einem inneren Becken 10, Das auBere 
Becken 5 weist eine auBere ringfdrmige Kammer 6 und 
eine innere ringfdrmige Kanuner 7 auf. Oberhalb des 
inneren Beckens 10 ist eine Haube 12 mit einem Off- 
nungsmechanismus 13 zur Abdeckung des imieren Bek- 40 
kens 10 angeordnet Die Haube 12 weist einen von einer 
Diffusorplatte 14 begrenzten Raum auf, in den beispiels- 
weise ein IPA/N2-Gemisch eingeleitet werden kann. 
Das innere Becken 10 besteht aus einem Schmalzylinder 
18 am unteren Ende des inneren Beckens 10. Ein kegel- 45 
stumpffarmiger Zwischenabschnitt 20 erweitert den 
Durchmesser des inne/en Beckens 10 zu einem breiten 
Zylinder 19. Am oberen Rand des Inneren Beckens 10 ist 
der Rand als schrage AuBenkante 23 ausgebildet Dies 
yerbessert die Eigenschaften des oberen Randes des 50 
inneren Beckens 10 hinsichtlich des Oberlaufens einer 
FlQssigkeit Mittels Nivellierungsschrauben 4. die das 
innere Becken 10 an dem auBeren Becken 5 befestigen, 
und die in der Kammer 6 des auBeren Becken angeord- 
net sind, kann das innere Becken 10 ausgerichtet wer- 55 
den, urn beispielsweise ein gleichmaBiges Oberlaufen 
des SpQlfluids fiber die gesamte Beckeniange zu garan- 
tieren. Das innere Becken 10 weist an seinem Boden 11 
zwei ubereinander angeordnete Einleitvorrichtungen, 
namlich einen Diffusor 25 und einen Einleitmechanis- eo 
mus 26 auf. Der Diffusor 25 ist oberhalb des Einleitme- 
chanismus 26 angeordnet Der Diffusor 25 steht Ober 
eine Zuleitung 30 mit einem Fluidbehaiter 35 in Verbin- 
dung. der vorzugsweise Ozon (O3) enthait In der Zeich- 
nung ist die Stromungsrichtung des Ozons durch einen 65 
Pfeil dargestellt. Der Einleitmechanismus 26 steht uber 
eine Zuleitung 31 mit einer Pumpe 36 in Verbindung. 
Die Pumpe 36 pumpi fakuliativ aus dem Fluidreservoir 



37 bzw. 38 fiber die Leitungen 39 bzw. 40 ein Fluid zur 
chemischen Behandlung fflr den Wafer 2, wie zum Bei- 
spiel verdOnnte FiuBsaurc. In der Fig. 1 stellt ein Pfeil 
die Richtung des Flusses des gepumpten Fluids in der 
Zuleitung 31 dar. Ebenfalls befinden sich im inneren 
Becken 10 rechte und linke Auflagevorrichtungen 43 
bzw. 44, die in zwei Halterungen 46 bzw. 47 fixiert sind, 
die parallel in der Hdhe Im inneren Becken 10 verstellt 
werden kfinnen. I^e rcchtcn tmd linken Auflagevorrich- 
tungen 43, 44 weisen einen kreisfOrmigcn Ausschnitt 60 
bzw. 61 auf zur Aufnahme des Wafers 2 In der Mitte 
zwischen den beiden Auflagevorrichtungen 43, 44 befin- 
det sich ein sogenanntes Messer 42, d h. ein langge- 
strecktes Element mit einer spitzen Kante. Das Messer 
42 ist beispielsweise aus Quarzglas gefertigt und unab- 
hangig von den rechten und linken Auflagevorrichtun- 
gen 43 bzw. 44 in der H6he bewegbar. In Fig. 1 erkennt 
man. daB das Messer 42 den Wafer 2 aus dem inneren 
Becken 10 angehoben hat und der Wafer 2 von einer 
Halterung 51 oberhalb des inneren Beckens 10 in der 
Haube 12 gehalten wird. Die FQhrung oder Waferauf- 
nahme 51 weist analog den Auflagevorrichtungen 43 44 
eine RUlenform auf, um gleichzeitig eine Vielzahl von 
Wafem ohne eine Kassette zu handhaben. Zum leichte- 
ren Einsetzen des Wafers 2 in die Fahrung 51 ist eine 
Innenkante 52 der Fiihrung 51 abgeschragt Der bzw. 
die Wafer 2 wird bzw. werden von der FQhrung 51 ge- 
halten bzw. gefOhrt Das auBere Becken 5 wu-d von einer 
Abdeckung 8, die eine Offnung 9 aufweist, nach oben 
abgeschiossen. Das auBere Becken 5, das als Sicher- 
heitsreservoir dient. besteht aus einem Schmalzylinder 
48. der fiber einen Zwischenabschnitt 50, der als Scheibe 
mil einer zentralen kreisfdrmigen Offnung ausgebildet 
1st, mit einem breiten Zylinder 49 verbunden ist Der 
breite Zylinder 49 bildet die AuBenseite der inneren 
ringfdrmigen Kammer 7 bzw. die Innenseite der auBe- 
ren ringf^rmigen Kammer 6, aus der das fibergelaufene 
Fluid durch die Offnung 9 abgeleitet bzw. abgepumpt 
werden kann. 

In Fig. 2 erkennt man den ersten Schritt eines Pro- 
zeBflusses, der in den Fig. 2 bis 9 dargestellt ist In Fig. 2 
erkennt man, daB ein Waferpaket dargestellt durch den 
emen Wafer 2 von einem Aniagenhandler 90 der Vor- 
richtung zugefOhrt wird Die Haube 12, die mit der Wa- 
feraufnahme 51 verbunden ist, wurde Qber den automa- 
tischen Zylinder 15 geOffnet Das Messer 42 imd die 
rechten und linken Auflagevorrichtungen 43 bzw. 44 
sind bereit, den Wafer 2 aufzunehmen. Dazu befindet 
sich das Messer 42 etwas abgesenkt gegenuber den Auf- 
lagevorrichtungung 43. 44, so daB die Spitze des Mes- 
sers 42 auf einer Kreislmie mit den kreisfdrmigen Aus- 
schnitten 60 bzw. 6'i liegt, auf der spater der Wafer 2 
aufliegt 

In Fig. 3 ist nun das Absetzen eines Wafers 2 in das 
mnere Becken 10. das zum Beispiel mit HF gefflllt ist, 
dargestellt 

In Fig. 4 erkennt man, daB die Haube 12 fiber dem 
inneren Becken 10 geschlossen wird und der Wafer 2 in 
dem inneren Becken 10 abgesenkt wird, in eine untere 
Position etwa bis zum Zwischenabschnitt 20, wobei das 
Messer 42 und die rechten und linken Auflagevorrich- 
tungen 43 bzw. 44 mit gleicher Geschwindigkeit nach 
unten fahren. 

In Fig. 5 ist der Trocknungsschritt des Wafers 2 dar- 
gestellt, d h. das Ausheben des Wafers 2 aus dem inne- 
ren Becken 10. ErfindungsgemaB wird zwischen den in 
Fig. 4 und 5 dargestellten Schritten das chemische Fluid 
HF durch ein anderes Fluid ersetzt, wobei zuletzt vor- 
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zugsweise cm Spulfiuid eingeleitet wird Vorzugsweise 
wird oberhalb des inneren Beckens 10 ein Dampf auf 
den Wafer angewendet, der nicht auf dem Wafer 2 kon- 
densiert und wobei die Mischung zwischen SpQlfluid 
und Dampf eine geringere Oberfl&chenspannung als das 5 
SpQlfluid alleine besitzt Zu diesem Zweck ist die Haube 
12 Immer noch geschlossen. Vorzugsweise f&hrt das 
Messer 42 mit einer konstanten Geschwindigkeit aach 
oben, die beiden Aiiflagevorrichtungen 43 und 44 aber 
nur mit halber Geschwindigkeit, weshalb sie zurfickblei- 1 0 
bea 

In Fig. 6 ist das Stehenbleiben der Auflagevorrich- 
tung 43 und 44 dargesteUt; ein weiteres Ausheben des 
Wafers 2 geschieht nur durch das Messer 42. Man er- 
kennt, daB der Wafer 2 vor dem aileinigen Ausheben 15 
durch das Messer 42 noch in Kontakt mit dem SpUlfluid 
im inneren Becken 10 steht 

in Fag. 7 ist das Ende des Trocknungsvorgangs darge- 
steUt, d. h. der Wafer 2 ist vollst^ndig aus dem inneren 
Becken 10 herausgehoben und wird von dem Messer 42 20 
und der HalterungSl gehalten. 

In Fig. 8 erkennt man, daB vor dem Offnen der Haube 
12 bewegliche Haherungen 70 tmd 71 in den Raura Uber 
dem inneren Becken 10 eingefahren werden, um den 
Wafer 2 wShrend bzw. nach dem Offnen der Haube 12, 25 
d. h. dem Entfernen der Haltertmg 51, von unten in sei- 
ner Position zu halten. Die Halterung des Wafers 2 kann 
alleine durch die bewegliche Halterungen 70 und 71 
bewirkt werden, d. h. das Messer 42. die Auflagevorrich- 
tungen 43, 44 und die Waferaufnahme 51 werden nicht 30 
zur weiteren Halterung des Wafers 2 benotigt Die be> 
weglichen Halterungen 70, 71 weisen kreisabschnitts- 
fdrmige Einschnitte auf, um den Wafer 2 in seiner Lage 
zu halten. Ebenfalls ist in Fig. 8 erkennbar, daB das Mes- 
ser 42 wieder in das innere Becken 10 eintaucht, und 35 
zwar in seine Ausgangsposition (vergleiche Fig. 2) un- 
terhalb der rechten und linken Auflagevorrichtungen 43 
und 44. 

In Fig. 9 wird nun die Haube 12 geSffnet und der 
Anlagenhandler 90 entfemt den Wafer 2 aus der Vor- 40 
richtung 1 zur weiteren Verarbeitung. Die Fig. 2— 9 
stellen somit einen zyklischen ProzeB dar. 

Die ErHndung wurde anhand bevorzugter Ausfuh- 
rungsbeispiele erlftutert Dem Fachmann sind jedoch 
zahb'eiche Abwandltmgen bzw. Ausgestaltungen mOg- 45 
lich, ohne daB der Erfindungsgedanke verlassen wird 

Patentansprttche 

1. Verfahren zur chemischen Behandlung von Sub- so 
straten (2), bei dem wenigstens ein Substrat (2) 
nacheinander einer chemischen Behandlung, einem 
Spulvorgang und einem Trocknungsvorgang unter- 
zogen wird, dadurch gekennzeichnet, daB die che- 
mische Behandlung und der SpQlvorgang in dem- 55 
selben Becken (10) stattfmden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Fluid zur chemischen Behandlung 
im Becken (10) durch ein weiteres derartiges Fluid 
und/oder durch* ein SpQlfluid ersetzt bzw. teilweise eo 
ersetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Trocknungsvorgang wSh- 
rend des Entfernens des Substrats (2) aus dem SpQl- 
fluid geschieht. 65 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB der Trock- 
nungsvorgang durch langsames Herausfahren des 
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Substrats aus dem Becken (10) und durch Anwen- 
den eines Dampfes, der nicht auf dem Substrat (2) 
kondensiert und in das SpQlfluid diffundiert, ge- 
schieht 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gemisch aus dem Dampf und 
dem SpQlfluid eine geringere Oberflachenspan- 
nung als das SpQlfluid besitzt 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ersetzen 
des Fluids zur chemischen Behandlung durch das 
weitere derartige Fluid und/oder das SpQlfluid 
durch Verdr&ngen geschieht 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das SpQlfluid 
in das Becken (10) eingeleitet wird und das Ge- 
misch aus Fluids zur chemischen Behandlung bzw. 
aus Fluid zur chemischen Behandlung und SpQlfluid 
gleichzeitig abgeleitet wird 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Einleiten des weiteren Fluids bzw. 
des SpQlfluids und das Ableiten des Fluids zur che- 
mischen Behandlung an verschiedenen Stellen des 
Beckens (10) erfolgt 

9. Verfahren nach Anspruch 7 Oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Einleiten des weiteren Fluids 
bzw. des Spulfluids vom Boden des Beckens (10) 
erfolgt 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet. dafi das Ableiten des Ge- 
misches durch Oberlauf en erfolgt 

1 1. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Fluid zur 
chemischen Behandlung verdQnnte FluBsfture ist 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Fluid zur 
chemischen Behandlimg Ozon ist 

13. Verfahren zum Ein- und/oder Herausfahren von 
wenigstens einem Substrat (2) in bzw. aus einem 
Becken (10), dadurch gekennzeichnet, daB das Sub- 
strat (2) im Becken (10) durch eine Aufnahmevor- 
richtung (42, 43, 44) gehalten, ein- und/oder ausge- 
fahren wird. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufnah- 
mevorrichtung ein Messer (42) und Auflagevorrich- 
tungen (43, 44) aufweist 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Messer 
(42) und die Auflagevorrichtungen (43, 44) das Sub- 
strat so weit herausfahren, daB es von FQhrungen 
(51) in einer Haube (12) gehalten wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB bewegliche 
Halterungen (70, 71) nach dem Herausfahren der 
Substrate (2) tmter diese bewegbar sind und sie in 
ihrer Lage halten. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der SpQlvor- 
gang durch eine Behandlung mit Megaschall unter- 
stQtzt wird. 

18. Vorrichtung (1) zur DurchfOhrung des Verfah- 
rens nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
gekennzeichnet durch: 

— eine Einleitvorrichtung (25, 30, 31, 35, 36, 37, 
38, 49, 40) f Qr ein Fluid in das Becken (10); 

— eine Ableitvorrichtung (7, 23) fQr ein Fluid 
aus dem Becken (10); und 
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— eine Aumahmev rrichtung (42, 43, 44) ffir 
das Substrat(2). 

19. Vorrichtung (I) nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet. dafl die Ableitvorrichtung (7,23) eine 
Uberlaufvorrichtung (23) aufwcist 3 

20. Vorrichtung (I) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, da6 ein fiufie- 
res Becken vorgesehen ist 

21. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor- 10 
richtung Nivellierungsschrauben aufweist, um das 
Becken auszurichten. 

2Z Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB die Ein- 
leit vorrichtung (25. 30, 31, 35, 36, 37, 38, 49. 40) einen 15 
Diffusor (25) aufweist 

23. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ein- 
leitvorrichtung (25, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 49, 40) eine 
Pumpe (36) mit einem Einleitmechanismus (26) auf- 20 
weist. 

24. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB oberhalb 
des Beckens (10) feine Bedampfungsanlage vorgese- 
hen ist 25 

25. Vorrichtung (I) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Hau- 
be (12) liber dem Becken (10) und der Bedamp- 
fungsanlage vorgesehen ist 

26. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 30 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Auf- 
nahmevorrichtung (42, 43, 44) fflr das Substrat (2) 
ein Messer (42) und Auflagevorrichtungen (43, 44) 
aufweist 

27. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 35 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Hau- 
be (12) eine FOhrung (51) fOr das Substrat (2) auf- 
weist 

28. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspdiche, dadurch gekennzeichnet, daB die FOh- 40 
rung (51) zweiteilig ist und die Substrate (2) an den 
Seiten in ihrer Lage halt 

29. Vorrichtung (I) nach emem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet daB minde- 
stens ein Teil der FOhrung (51) erne abgeschrSgte 45 
K:ante(52)besitzt 

30. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet daB oberhalb 
des Beckens (10) bewegliche Halterungen (70, 71) 
fflr das Substrat (2) vorgesehen sind, die nach dem 50 
Heranfahren der Substrate (2) unter diese beweg- 
bar sind. 

31 . Vorrichtung (1) nach emem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet dafl Mittel 
zur Behandlung mit Megaschall vorgesehen sind. 55 
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